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Plasmas sdo essencialmente gases ionizados, ou seja, uma mistura de ions, elétrons e
particulas neutras. A ionizacdo do gas € possivel ao injetar energia no sistema. Energia esta que
pode ser suprida na forma de campos elétricos, reacdes quimicas ou calor [1]. O objetivo desta
pesquisa foi estudar o comportamento de plasmas de argonio gerados por um campo elétrico
estacionario em baixa pressao.

O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira, simulacdes foram realizadas com o
programa Bolsig+ para obter a solugdo da equagdo de Boltzmann, que fornece a funcao distribuigao
de energia dos elétrons (FDEE) em um plasma. Geralmente a FDEE pode ser resolvida para uma
dada descarga com base nas colisdes possiveis e suas respectivas sessoes de choque [2]. Apesar de
fornecer a solugdo, se faz necessario uma série de simplificacdes na equacao de Boltzmann [2]. Os
resultados conferidos das simulagdes se deram quanto as dependéncias ¢ variagdes da FDEE a
parametros do sistema como pressdo, temperatura e campo elétrico. No entanto o programa nao
modela a quimica do plasma, ou seja, ndo determina a evolucdo das densidades das espécies
presentas.

Para contornar este problema, na segunda parte do trabalho, utilizou-se o programa ZDPlasKin.
O ZDPlasKin incorpora o Bolsig+ para resolver a equacdo de Boltzmann, com isto ¢ capaz de
resolver a cinética quimica do plasma em fung¢ao do tempo fornecendo as densidades das espécies
envolvidas no gas de acordo com as condigdes iniciais do plasma [3]. Usando as reacdes quimicas
e taxas de reagao de acordo com [4] e seg¢Oes de choque com [5], estudou-se a cinética que envolvia
0 gas argdnio. Simulando descargas em pressdes de 0,40 Pa, 1,3 Pa, 4,0 Pa e 6,7 Pa em um intervalo
de campo elétrico reduzido (razdo entre campo elétrico e densidade do gas) de 10 Td a 100 Td foi
possivel verificar como a densidade das espécies variam de acordo com estes parametros.
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Fig. 1. Densidade do plasma em fungdo do campo elétrico reduzido para diferentes pressoes.

A fig. 1 que compila os dados gerados pelo programa mostra que a densidade do plasma
aumenta com a pressao do gas devido a maior frequéncia de colisoes.

Com o uso de um programa auxiliar, o QTPlasKin, ¢ possivel analisar a relevancia das reacdes
quimicas do modelo para o estado estacionario da densidade do plasma. Ao fazer este estudo pode-
se concluir que das 5 reagdes quimicas que interferem na densidade e plasma, 3 contribuem com
menos de 0,01% no resultado final. Para outras quantidades das espécies envolvidas no plasma
também ¢ possivel fazer a mesma andlise, assim averiguando quais reagdes sdo realmente
significativas nos modelos. Para sistemas mais complexos esta informagao ¢ util ja que uma vez
que sabendo as reagdes relevantes ¢ possivel diminuir o processamento computacional necessario
para se fazer os calculos, mas mesmo assim conseguindo resultados precisos.
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